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광촉매 특성을 지닌 TiO2박막 제조를 위하여 유기금속 전구체인  TDMAT (Tetrakis(dimethylamido)

titanium)를 Thermal CVD(Chemical Vapor Deposition)방법을 사용하여 standard glass 위에 증착을 
시켜 보았다. 증착된 TiO2 박막에는 다량의 질소와 탄소가 존재하였다. 일찍이 보고된 사실에 따르면 

TiO2 박막에 질소, 탄소 도핑시 가시광선 영역에서도 광촉매 특성을 나타낸 보고가 있으므로 본 실험

에서는 Thermal CVD를 통해 증착한 TiO2 박막내에 함유되는 질소, 탄소를 이용하고 열처리 및 플라

즈마 후처리 등을 통한 TiO2 박막의 물성변화를 관찰하며 각 조건별 광촉매특성을 평가하였다. 증착

온도는 열분해 온도 이상인 325℃에서 이루어  졌으며, 증착된 시편의 각각의 후처리 전후의 전기적 

특성, 조성, 결정성, 광촉매 특성에 대하여 살펴보았다.  




